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PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESADO DE UNA CAPA

N

FOTOPOLIMERICA EXPUESTA A MODO DE IMAGEN,

- o e W ® W W W -

Solisitante: vickxRs LIMITED, entidad inglesa, residente en
Vickers House, Millbank Tower, Millbank, Londres,.

SW1, Inglaterra,

Esta invencibn se relaciona’
con el procesado de capas fotopoliméricas, sen-
sibles a la luz, expueetaé a modo de las imagenea;

_ Dichas capas-se utilizan fime

5 pliamente para formas imagenes’ sobre diversos
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sustratos y proporcionar asi distintos prodgctos, tales como
modelos mordentados, circuitos impresos ¥y pianchas de impre-
sifn o masters. Una aplicaciSn particularmenéb importante
de la presente invencibn, reside en 1a produécibn de planchas
5 de impresidn litogrhfica, si bien se puede ufilizar tambien
en la produccibn de otros tipos-de planchas de impresiodn,
tal como una plancha de impresibn tipogrifica en donde 1la
imagen se mordenta a un relieve y en 1a prdduccibdn de Eircui}
tos impresos, circuitos integrados(y similares.
10 : " lLa impresion de dibujos, sujetos tiﬁogr&u
ficos y pictoreos sobre diversos moteriales, tales como papel,
carton, pléstico y metal, se efectua fretuentemente por medip
de litografia.{El método litogr&fice de impresisn utiliza .
una plancha especial de impresibdn que; cuando se huﬁoéta con
15 agua, acepta selectivamentes tinta oleosa de uno o mas rodi-
1los cubiertos de tinta, transfiriéndola directa o iﬁdirectao'
mente al pgpel u otro material a imprimir; Alternativbmenfo,
la plancha de impresibn litogrifica se:conoce como plancha
planﬁgréfica o plancha de superficie, La imagen de impresibn
 1'20 sobre una plancha de impresibn litogrifica no se eleva nunca
por encima y se desciende por debajo del nivel o plano de
las areas de no imagen circundantes, de ahl el t&rmino pla=
nogréfico. Aqul, resulta raro el empleo de las planchas,
formas y cilindros que se utilizan en los ptros‘doa métodon
23 de impresibn principales, en especial la impresibn tipogri-
. fica y el grabado, Ta imagen de impresion de la plancha de
impresion tipogrifica se elevn.ﬁustancialmento pdr eficima de

we ® ® O

. su material soporte de no imagem y el de la plancha o cilind

“achas

dro de grgbado se desciende por debajo-de su  area circundans

30 te de no imagen. En el método litogrAfico, es necesario que
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'albumina), para producir lo que se conoce como imagenes sue

o
- -

la plancha posea unas caracteristicas superficinles adecuadas
que permitan la-adherencia de la tinta a las areas de imagen

requeridas y .la no adherencia a las dreas de no imagen lim-

pias, siendo importante la eleccibdn correcta de los materia-
les combonentea usados para construir.la plancha 1itognﬁficakv
Igualmente, es importante que la plancha y los materiales
existentes robre la miama, sean procesados correctamente ya
que de otro modo no podrian obtenerse las propiedades oleo-
filicas e hidrofilicas esencialés de las areas de imagen y
de no imagen, respectivamente,

Durante los f{iltimos afios, han cﬁmbiado
los métodos fotogrAficos usados para formar imagenes d; im-
presion litogrlfica., A pesar de que ;e dtilizaron normalmente

coloides naturales sensibilizados con dicromato (por ejemplo

perfiéiales mediante’exposicibn por detras de un negativo

éptogrifico, se emplean shore generalmente dos sistamné‘alw
ternativos para el as{ denominado proceao de trabajd én nee-
gativo., Uno de estos sistemas emplea una plancha nonéible 6

la luz que comprende una resina diazo revestida para formar

una capa muy delgada sobre la superficie de un soporte mot&l#ép .

que normalmente es de aluminio., En el otro sistema, se Utili%a
una plancha sensible a la luz que comprende un soporte revess
tido con una cApa mas gruesa de un polimero sensible a 1la

luz (por ejemplo, una resina cinamoilada) para la misma finad

lided, Estos polimeros sensibles a la luz aon de frabaJo en
negativo, es decir fotoendurecibles, y se pueden definir
como polimeros que contienen una pluralidad de grupos de 1a

estructura -CH=CH«COw, Tales fotopolimeros se describen

en las patentes britfinicas nlmeros 695.197; 79&.572;V813.605
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838f5h7; Bh6.9085 913,765 921.5303 9U49,919; 966.296; 966.297;
1.112,277; 1.117.197; 1.311.692;7 1,313.390; 1.31&.689;
1:317.818; 1.338.0203 1.341.004; 1, 350 351; 1.353,501;
1.363.21k4; 1.377.7405 1.377.7473 1, 378 535 ¥ en otros muchos

5 documentos,

Dichos sistemas fotopoliméricos se procesgn
mediante un procedimiento que se dice es aubtractivo,felacio-
nandose la presente invencibn con planchas éénsibles e la luz
que incofporan capas de tales fotopolimekos de trabajo’ en ne-
10 gativo. ’

Las planchas sensibles a la luz, a b;sg'
de~£ales sistemas fotopolimeros, comprende un soporte que tie¢
ne una superficie totalmente cubiertg por una]capa del poli-
mero sengible a la luz, El soporte es normalmente de metal,
15 el cual puede ser granulado Yy adecuadamente anodizado pnra
medorar sus propiedadeq. T.a capa polim&rica 8e expone, a moédo
de iﬁagén, a la luz actinica, utilizando un neéativo ade&u;do.
Aduellaé partes del polimero que son alcanzadas por la lﬁ;,
D © | llegan a endurecerse, La plagcha expﬁesta a modo de imagén se

', - . procesa separando selectivamente las areas no dlcanzadas por

la luz e indeseables del polimero de 1la superficie soporte
(es decir, la plancha se "revela") y haciendo que las areas

subyacentes de la superficile qoporte aean aQeéuadamente reéce)

.___.,5 .__...__

tivas del ague, cuyas areas son reveladas éuanho se eliminan
?5 ' las ar353~no alcénzadns por la luz (es decir, 1la playcha:sg
”'engoﬁa ' 9 "deéenéebiliza").

El poli{cinemato de vinilo) es'un,ejemélo
tipico de sistema fotopolimero del tipo con el cual sé relae=

ciona la presente invencibn., Este y otros pollmeros sensibles

30 a la luz similares, que frecuentemente llevan incdrporadoa
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al usuarie planchas presensibilizadas, revestidas en fAbrica

e

sensibilizadores adécundos bara realzar su respuesta a la
luz y tambibn coiorantes, se revelan aplicando un revelador
que comprende uno o mAs liquidos disolventes orghnicos ade-
cuados. J.os revelndorcs usados son tales que los mismos dd~
suelven las areas no alcanzadas por }a luz dei polimero pero
no las arens alcanzadns por la iuz del polimero. In desensi-
bilizacibn de las superficies soporte revelada tras el desa~-
rrollc, se efectus del modo trrdicional utilizando éateria-
les adecuados formadores de relicula o capa que entren en
contacto y posiblemente reaccionen con la superficie metalicd.
Tales materiales son bien conocidos y pueden sér degensibili-
zadores coloidades, por ejemplo goma aradbiga o cerboximetil
celolusa sbddica o Acidos desensibilizantes tal como Acido
fosfbrico,

El procedimiento de fabricacibdn de plan-

chas litogriricas descrito onteriormente, permite suministrarx

Y permite al usuario producir de un modo répido y econbmico
planchas de impresibn, Tales planchas de impresibn son capapTa‘
de rendir 50,000 o mas copias satisfsctorias. Cuando se uti-
liza un soporte methlico adecuado, la edicidn obtenida, a-
partir de una scla plancha, puede ser tan grande como
koo, 000,

La eleccibn del disolvente orghnico
para utilizarse en el revalador no es simple debido a2 las
numerosas limitsciones existentes., Si un disolvente es demaoe
riado potente, la imagen constitulda por las areas alcénza-
das por la luz del polimero, se debilita., Si el dimolvente

1

no es demasiado poderoso, no se separan de forma suficiente

las aveas indeseadas del polimero no alcanzada por larluz.‘
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evitado. Finalmente, normalmente es necesario incluir un Aci+

- ellos de una o mas de las desventa jas antes citadas. Por

mida es extremadamente téxica.

-6

Adembs, si el disolvente se evapora excesivamente a temperaty
ra ambiente, esto es desventajoso o quizﬁs,coatoao de utiligqr

¥y, en el caso de que sea tOxico en cualquier’grado, debe  ser

do desensibilizante en el revelador y de aquil que el disolven-

te usado no debe hidrolizarse fhcilmente por el 4cido.
Los disolventss orghnicos usados conven;

cionalmente para el desarrollo de fotoﬁolimebqs, sufren to&oT

ejemplo, la ciclohexanona es tbxica y huelé de un modo obje-
cionaﬁle, particularmentc a la tempsratura elevada de alghnaa
salas de traba jo; el alcohol tetrahidrofurfurilico no es

tbxico pero no es 1o suficientemente poderoéo; la butirolace
pona no es toxica ﬁero e hiéroliza faqilmenté en pfesencia',
de &cido; el acetato de metoxibutilo es taxico, posee un olor

malo y se hidroliza en presencia de acidos; el acetato de

2~-metoxietilo es tbxico, posee un olor objecionable y se. i

i
hidroliza facilmente en presencisa de tcidos; la dimetilforma-

Segln un aspecto de la present; inven-
ci6n, .se proporciona un método de procesado de un capa foto=
polimera que ha sido expuesta al modo de una imagen, cuyo-
método comprende separnr selectivamente 1as &reasr de la capa
ne alcanzadas por la luz mediante contacto de la caﬁa con

un revelador que comprende una lactama de formula generals

o



--7-’-'-

en la que n 8 O o es un entero de 1 a .9, R ea Atomo de hidrbé- . -

geno o un radical alquilo,alquenilo, aralquilo, arilo o acil

y cada radical R’ y R", fue pueden ser igualéa o diferentesn,

|
representan un Atomo de hidrogeno o un rmdical algquilo o L
-] arilo;

Segln otro aspecto de la praa@nt; invencion,
se proporciona un revelador,l&til en ol procesado;de uns oapL

fotopolimera que ha sido expuesta al modo de una imagen, cuyb

revelador comprende una lactama que tiene 1la farmula general}

10 R’
AN
¢
/
Rl'
R~. C
R"//
15

en la que n, R, R’ y R" se definen como anteriormente, includ

yendo ademhs dicho revelador un dcido, un agente humectanto,f
un diluyente inerte y/o un llquido orghnico adicional que es;
R ’ disolvente selectivo para las areas no alcanzadas por la . 3
"t 20 luz del fotopolimero expuesto a modo de imagen, i
Preferiblemente, n tiene un valor‘de 0 a
3 jemplos de ¢;mma-lactamaa son 2-pirrolidinona (punto de
fusibn 25¢C) yvau nidrato (p.f, 359C), l—metil;2~pirrolidi~
néﬁa, Semetil~2epirrolidinona (p.F. 412C), levinile2-pirro-
A25? lidinona,-l-et11u2~pirrolidinona, l-isopropile2«pirrolidino~
. na, lenwbutilele-pirrolidinona, l~fenil-2=-pirrolidinona, 1=
' fenil-2-pirrolidinena (p.f, 682C), l-(p-toilo) 2-pirrolidi-
SR nona (p.f. 88,59C) leacetila2epirrolidinona, y 1,5-dimetile

2epirrolidinona. Fjemplos de J=lactamas son d»piperidona.

30 . (pete 39¥C), lemetil-Z-piperidona, j-metil-z—piperidana (pof
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mediante calentamiento o mediante uisolucibn,.

mente, es estable en condiciones Acidas,

adicionslmente un Acido, este puede ser un fcido mineral, pobr

- 1ico, tal como fcido ldctico y Acido glicolico, o un ﬁcido

f

.

. . "
532C), 3~etil-2-piperidona {(p.f. 689C), 3~n-propilo-Z-piperi=

dona (p.f« 592C) y 6-n-propilo-2— piperidohia (843C)y Un ejem

¥

plo de una C-lactama es 6-hexano-lactama., Debe apreciarse
que, en @l caso gque la lactama sea 8Glidn a temperatura am=-

biente, debe transformarse en un liquido antes de utilizérse,

Lactamas particularmente ﬁrequidas son:f
i-metil-?-pirrolidinona, l-butil~2-pirrolidinong, l-ciclo=- .
AexileZwpirrolidinona, 2-pirrolidinona, l-viqilo-pirroliéinow
na y'é—caprolactama. Fstas loctamas han resultédo tener una
accibn disolvente particularmente buena sobre las areas del
fotopolimerc no alcanzadas por la“luz y, de este modo, ée
pueden utilizar en forma dilulda sin csusar el hinchamiento
indebido del polimero endurecido por la luz. Ia 1-me£il-2-p1’
rrolidinona es purticularmente ventajosa ya que no és téxical
posée una baja presibn de vapor y un olor negligible, Igual-

En el caso que el revelador contenga

e jemplo, hcido fosfbrico, Acido sulffirico o Acido clorhlidrich

L

o un Acido carboxilico orghnico, especialmente un &cido wmono

carboxilico, tal como hcido acetico, un Acido hidroxich?boxi

carboxilico insaturado, tal como &cidocl - pentenoico. La
cnniidad de Acido presente puede ser de l=5 % en volumen,'
basado en el volumen de lactama empleada, y con preferencia

es tal que el revelador tenga un pH de 2 a 6.

Es preferible la presencia de uno o mas
agentes humectantes pare impartir bueness daracteristicas de

. P
esparcido al revelador y para ayudar & mantener en suspen316+
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Aexpueata de la imagen.
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en el revelador, polimero y pigmento (en el caso en el cual
la capa de fotopolimero incluya un pigmeﬁto) separados de las

areas no alcanzadas por la luz, Ejemplos de aganteavhumectan-

tes son Texofor FP 85 y 65 A9P (condensados de polioxietilenontef

obtenibles de Glovers Chemicals Litd)Perminal 8x (sal sbdico e
un Acido naftalenosulfbnico alquilado obtenible de ICI Ltd,
Aerosol OT, y Tergitol MPX (un producto de éondenbécibn de
monilfanol-ﬁ#ido de etil?no numiniatrgdo por Unioén Carbi&;)..:
En nquellos cesos en donde eljreﬁglador
incluya un diluyente inerte,este puede aér, por ejemplo, agual
etanolamina, stilenglicol monoetileter (2«etoxietanol),~
etilenglicol, dietilenglicol, diestilenglicol monoetileter
(es decir, 2-(2-etoxi etoxi)etanol), alcohol de diacetona,

isopropanol u otro liquido que, cuando se utiliza solo, no

. [

tenga ninguna accidn disolvente apreciable sobre la capa

En aquellos_chsés en donde el reveladox
iﬂcluye un liquido ofginigo adicional,.que es &n diaélvénte ;
selsctivo para las areas no alcanzadas por 1a luz, este puédeg

ser cualquier liquido disolvente organico compatible, utiliz%@q
normslmente para el desarrolloc del fotopolimero. Eiemplos

de tales liquidos disolventes orgénicsé adicionales son

acetato de 2~matokiotilo, Y’nbutirolactqna, alcohol %etrahiqﬁ

1o

furflrilico, alcohol n-propilico y acetato de metoxibutilos
El método de la pres;nte invencibn hé'
roluléado ser Gtil p;ra el revelado de muchas oapaa”fotopoli;
mericas expuesta al modo de imagen y, en particular, pa;h olﬁld
refolado de capas de fotopolimeros que contienen una plura; :

lidad de grupos de la estructura =CH=CH-COe, como se dascf;.

be &n los documentos anteriormente mencionados, Ejamploﬁ
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‘0 una resina epoxi, y Acidos carboxilicos insaturndos, tal

. la aplicacibn con escobilla es un método nltamente Qtil para

< elevadas de hasta 502C, Después de una aplibac;bn-inicial de

'y ereas no impresas constituidas por las areas reyeladas de

«10=

especificos de tales fotopolimeros sdn ésteres de resinas
fotopolimerizables, tales como los darivados de polimeros qud

tienen grupos hidroxi libres, por &Jemplo alcohol polivinico

como Acido cinamico.
En 1la prhctica del método da la presente
invencibn, en la produccidn de planchas; de imprdsibn.‘una

.

pléncha sensible a 1; luz, que comprende una capa de fotopoll-
mero, revestida sob?g la supsrficie de un soporte{:se expone
adecuadamente a la luz gctinica, a modo de imagen{ A cqgﬁinq?-
cibn, 1a.capa expuesta a modo de imngen se reveié aplicﬁhdo
el revelador durante un periodo Pe piempo suficiente para ses

parar el polimero de las areas no alcanzades por 14 luzj

una suave accidn mechnica ayuda a la feparacidn. Le este mnods,

splicar el revelador a la plancha. El revelador tiene.suficifn-'l
te actividad de modo que puede emplearse a temperatura meien-

te., Sin embargo,, si se desea, puéde emplearse a temperatu&as.

rQVQJador, puede hacerse una segunda aplicacibﬁwsegﬁido por
una aplicacibn simple o doble de un material deaensibilizantd
para hacer hidrofilicas aquellas areas de la superfiéie 8 0=
porte reveladés cuando se retiran las aréas no mlcanzadas
por la iuz, la pluncha se asecu entonces y conmprende hnn imae

gen impresa constituida por las areas slcanzadas por ia luz

la superficie soporte,
Los siguientes ejemplos no limitativos

ilustran la invencibn. Todas las prrtes son en peso, .a menos,

-

que se diga lo contrerio.
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sible una imagen de impresibn, entintade, bien definida.

~una imagen de impresibn, entintada, bien definida,

«lle

- Una plancha de impre#ian, preaenaibiiizan
da, Super Sensalith, de Howson-Algraphy, y que comprende un
soporte de aluminio anodizado que lleva una capa fotopolimer#
gue comprende una resina etoxi cinamoilada, se coloca en con-
tacto con un ﬁegatiﬁo-fotogréficb eh "linea" y se expone a
la luz emitida desde una limparn de arco de cerbbn’durénte
5 minutos. A continuacibn, mé procesg manuolmente frgtnnd§ cdn
l-metil-zupirrolidinoﬁa durante 30 segundos, Entonces, se

desensibiliza con una solucibn que contiene L46% en volumen
de agua, 50% de volumen de goma arabiéa (densidad especifica
1,17), 0,9% en volumen de I'erminal BX, 2% en volumen de
dihidrogeno fosfato de amonioc y 1,1% en volumen de ficido fosi
fbricb (densidad especifica, 1,75).
Cuando la plancha de impresibu re?ulténtc

se humedece en agua ¥y se entinta con oleotinta, resgita vi-

EJEMPLO 2

Se repite el ejqnplo 1 excepto que'ia
planeﬁa presensibilizada consiste en una que comprende un
saporte de aluminio anodizndo rovestido con una capa de
fotowresistor Waycoant (Phillip A,Hunt Chemical Corporation).
Bl fdto-reaistor Waycoet comprende un fotopolimero qu@.aeﬂ

cree consiste en poii(cinamnto de vinilo), Reauitq visibld'

EJEMPLO 9

. Se repite el ejempln l, con resultudos
iguaimante satisfactorios, utilizando comoe revelador.la.

i
siguivunte solucibn reveladora: v o 1

~d-~metil~2epirrolid fnona 5 partes
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H—hidroxi-u-metil-z-pentanoha (diluyente) 4,6 partas
Lcido fosfborico (densidad especifica 1,750¢) 0,4 partes
EJEMPLO 4

Una plancha Super Sensalith (Howson-
Algraphy) se procesa. autométicamqnte en un procesador de
planchas negetivas Howson-Algraphy de 76 cm de ancho, cuya
carrera es de 91,5 cm por minuto} después de 1la axposicibn

por debaJ@ de un negativo fotogrAficé estructurado por pun-

tos, a una fuente de luz Xenon. La seccidn deseqsgpi;;zante i

- del-procesador se llena .-con una solucibn acuosa al “10% de

poliacrilamida y la seccibn reveladora se llena cons

lemetilelepirrolidinona 6 partes
alcohol tetra~hidrofurfurilico . . 3 partes
Texofor 65A9P (Glovers Chemicals Ltd) 1 parte
'ébido'sulfbrico b ' . 0,2 partea‘
Waxoline Blue AS, (I.C.I, Ltd) 0,1 paftes

Texofor 65A9P es un ngente humectante

Yy cunsiste en un condensado de polioxietileno-eter de for-

3

T ga, . : o

No se experimentsa dificulté& élgﬁha'anr
la obtencibn de impresiones negras; densas, a partir dé la
plancha plenogrhfica de imagen azul, cuando se ﬁtil%za'sobre
una prensa de impresibn litogrlficas. la temperstura de la
solucidbn de la seccibn reveladora es de 242C,

EJEMPLO %

Se repite el ejemplo 4 gon un é;ifo simi,

lar, s1 bien se emplea la solucidn reveladora a 4090. En él'

drea de trabajo no se evidencia ninglin olor obJeccionuble.

"mula R, 0 (anuo) I en 1la que R es grupo graso de cadena lar=|.

El revelado pudo efectuarse con una velocidad de carrera m&5>

. 7
.
-




10

9

15

20

30

-13-

répida.

EJEMPLO 6 -

Se produce una plancha sensible a la luz

revistiendo una heoja de aluminio granulada y anodizada con

una resina epoxi cinamoilada sensible a la luz, en»proporcib-

.de 0,5 g por mz. Una vez seca totalmente, la plancha se oxpone

en contacto con un negativo en linea y media tinta durante-

un minuto y medio, a una ldmpara de haluro de mercurio,

, La plancha se corta en cuatro secoionéa

que se revelan como nigue:

i

A = revelado con l-butil—E-pirrolidinona a 2290

[+
]

- revelado con l-ciclohexll-2epirrolidinona a 502C

o
i

revelado con Z2«pirrolidinona a 502C

[~
t

revelodo con l-vinilo~Z2e-pirrolidinona a 229C

Les secciones se, desensibilizan con la

- solucibn desensibilizante del ejemplo 1 y se entintan mienw~

tras estan himedas con tinta oleosa negra. kn cada caso se
obtiene uns imagen impresa bien definida.

EJEMPLO

Aqul se demuestra como puede“dilﬁirse

considerablemente una lactama ddecuada para conseguir cier-

ta economia sin perturbar su utilidad.

Se repite el ejemplo 1 ufilizando losi
sigulentes reveladores, En cada caso, se obtienen planchns
de impresion satisfactorias. '

A: 9 partea de l=metil-2-pirrolidinona y 1l porte de agua

Bt 4 partes de lemetileZepirrolidinonas y 2 pnrtes-&a etano

amina,
" C1t 6,5 partes de l-metil-2~pirrolidinona y 3,5 partes de

etanolamina
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.soporte revestido con un fotopolimero, Se obtiene una imngén
. EJEMPLO 10

de zinc de fotograbado (S.D. Syndicate Ltd) se€ limpin y re-

" vinilo), Cuando se secn, la plancha sensible a la luz resul=

~ tante se expone o la luz actinica mientras esth en contacto

"l ll-—

D: 10 partes de lemetil-Z-pirrolidincna y 9 partes de 2=
~etoxietanol

E: 6.partes de l-metil-2e-pirrolidinona y 4 partes 2-(2-
etoxi etoxi)etanol , o

F: 10 partes de l-metil-2-pirrolidinona y 9 partes de k-
hidroxi-h-met11;2-pehtanqn;." .

<

' Se repite también el ejemplo 1 utiliiéndq
las lactamas en qhmbinaciﬁn eoﬁ qéebato de é-etoxiefiio ﬁgg'
un lado y V'ubutilolactamaipor otro. En cada césb, se éptienen
tambien\resultados satisfactorios, K
EJEMPLO_8

Se repite el ejemplo 4 empleando, coyo‘
revelador, una solucibn caliente de 10 parteéfdef ~éapr61ac-
tama en 9 partes de 2-etoxi et;n§;. Se obtien;n ;b§u1fgdoé.
similares. . ' . ‘ -
LJEMPLO 9
’ Se repite el ejemplo 1 exce;tb'que se
utiliza una plancha ;itogréfica INL Roqék LimitédQ Esta

plancha es una plancha de trabajo en negativoe y comprende un

impresd bien definida.

E e

: La porte frontal de una hoja sin ufiliia:

viste con uns capa de KPR (Kodak Limited). KPR comprepdé

un fotopolimero'que se cree consiste en poli(cinamétdrdé

con un negativo en linea de¢ contruste durante varioé minutos

Lo plancha se revela entonces utilizando 1-metil—2-pir;dlidi-

e .
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EJEMPLO 11

~'15-

nona, la imagen que permanece sobre la hoja, después del re-.
velado, se utiliza como resistor miedfras el mordentado de
la plencha con un -mordentante que contiene &cido nitrico,
para producir una plencha de impfeai&n tipogréfiﬁn de imagen

en relieve,

Una pieza 1lisa de cartbn laminado de

resina revestido con cobre, como se utiliza en la produccibn!

de ciroultos impresos, se reveste con foto-resistor Waycoat

(Pnilip A.Hunt Chemical Corporation). La plancha sensible

a la luz resultante se expone por debajo de una reproduccibn
en negativo fotogrhfics de un circuito electrbnico.y se
fevala con una solucibn que contiene 10 partes de l-metile2a
pirrolidinona y 8 partes de alcohol isoprdpilicd'(&iluybnte).

[y

Se obtiene una imagen resiatente al mor—

dentado, bien definida y linmnpiamente revelada. L :
!

NOTA .~
'  Descrita suficientemente la naturalreza E‘
del inveqto, asi como la manera de recalizarlo ;n la prﬁctica
debe hacerse coth;r que las disposiciones anteriormenferin-
diomndas, son susceptibles de modificaciones de_datalielen
cuanto no alteren su principio fundamentﬁl; también se hace
constar, que ol invento corresponde a una ao;icitud d§ paten+
te, presentada en Inglaterra, bajo.el nﬁmefo 40949/74, do
fecha de 19 de septiembre de 1, o7l acogiéndoso por 10 tanto

a los beneficios que conceden los Convenios Intornncionales

en vigor, niendo lo que constituye la esenoia del refbrido

invento y por lo que se solicite Patente de Invencian por .

20 afios en Espafa, sobret PROCEDIMIENTO' PARA EL PROCESADO

DE UNA CAPA FOTOPULIMERICA EXPUESTA A MODO DE IMAGEN; carace
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terizéndose por lo siguiente:

1%.+ Procedimiento para el procesado de
una capa-fotopolimérica expuesta a modo de imsgen, tal como
un éster de resina fotopolimerizable, tal comofpoli(cingmato

5 de,vinilo) 0 resina epoxi cinamoilade, cuyo prqcedimienfo

- » 1 .
: ; )
comprende separar selectivamente las areas de la capa no al-

canzadas por la luz, poniendo en contacto la capa con un 14-

quido'diéolvenfe organico, opcionalmente en mezcla con uh ae

cido,}tal como Acido fosfoérico, y opcionalmenée en mezcla con

16 un agente humectdnte; caracterizado porque comb liquido di-
solvente orginico se emplea una lactama de formulae genéralz
’ R’ ' ,"'.'?a.,..

\\ B o )
v “
cor s Tes 7

R"
' c ' NR
yd : _
RY Cc
| 7\
R’ R n .
zo en la que n es O o un entero de 1 a Y, R es H o un radical

alquilo, alquenilo, aralquile, arilo o acilo y cada uno de
los radicales R’ y R, que pueden ser iguales o diféigntés,

_representan un adtomo de hidrégeno o un radical alquilo 0. Arie~

¢ N . » *

: i lo. ‘
'55’? 28, . Procedimieqté,segﬁn.latréi;iﬂdébi-
cibn 1%, caracterizado porque la lactama,eéii;ﬁetii-gibirré-.
o 1idinona. '
_— 3%.~ Procedimiento segin la reivindicacid
,arr 1%, caracterizado porque la lactama es l-butil-é—pirrdliainon '

30 leciclohexil-2-pirrolidinona, Z~pirrolidinona, l-vinil-quifr le
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idinona o f-caprolactama.

- 4e .~ Procedimiento seghn dualquiera de

las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la;lac—.

tama se encuentra en mezcla con un diluyente inerte, tal cémc
agua, etanolamina o 2-etoxietanol. |
5%,- Procedimiento seghn cu;1quiéra de

las reivindicacionena antefiorea, caracteriiadb pofquq.;? lacH
tama se encuentra en mezcla con un 11quidd5org&nioo adicios
nal, tal como alcohol tetrahidrofurflrilico, a§e£ato de 2~ ;
mofoxietilo o!-butirolactona, que es un disolvénte selectivo
para las areas no alcanzadas por la luz,

6%, - Procedimiento pard el procesado de

una capa fotopolimérica expuesta a modo de imagen; fal'y comd

queda sustancialmente descrito en la presente Memoria.

Esta Memoria consta de 17 hojas escritas

!

a miquina por una sola cara,

11 DIC. 1975

Madrid,
. VICKERS LIMITED,

Gz ACEDD Y NIROEY
avdos L. Goote: Fern&ndes
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